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PatentansprUche 

^jj2 Verfahren zur Ausbildung von Bildern, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi 

(1) bildweise ein photographisches, aus einem TrMger, einer 
Bildausbildungsschicht auf dem TrMger und elner Silber- 
nalogenidemulsionsschicht auf der Bildausbildungsschicht 
bestehendes Material belichtet wird, 

(2) das belichtete Material unter Bildung eines Silberbildes 
entwickelt wird, 

(3) der Bildbereich der Emulsionsschicht durch Xtzbleichung 
unter Freilegung der darunter befindlichen Bildaus- 
bildungsschicht entfernt wird und 

(4) der freigelegte Bereich der Bildausbildungsschicht unter 
Anwendung einer Casplasmafitzung entfernt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
das photographische Material weiterhin eine hydrophile Grun-u 
dierachicht zwischen der Bildausbildungsschicht und der Silber 
halogenidemulsionsschicht enthMlt. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafl 
die Crundierschicht eine StMrke von etwa 0,01 bis etwa 

1 yum besitzt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, 
daB als TrMger des photographischen Materials Glas, Quarz, 
Saphir, Kunststoffolien, Keramiken, Metalle, Halbmetalle 
Oder Emailgut verwendet werden. 
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5. Verfahren nach Anspruch 1 bis k, dadurch gekennzeichnet, 
daO als Bildausbildungsschicht des photographischen Materials 
eine Schicht aus Metall, Metalloxid, einem Halbmetall oder 
einer Kombination oder Gemischen hiervon verwendet wird. 

6 Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 

dafl als Bildausbildungsschicht eine Schicht aus Chrom oder 

Slliclum verwendet wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
daO eine Starke der Bildausbildungsschicht von etwa 0,01 
bis etwa 10/um angewandt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dafl Silberhalogenidkomer in der Silberhalogenidemulsions- 
schicht mit einer durchschnittlichen KorngrBfle von etwa 
0,1 /urn Oder weniger angewandt werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dafl eine Silberhalogenidemulsionsschicht des photographischen 
Materials mit einer Starke von etwa 0,1 bis etwa 10/um ange- 
wandt wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dafl als Bildausbildungsschicht eine Schicht aus Chrom oder 
Chromoxid angewandt wird oder als Plasma Tetrachlorkohlen- 
stoff oder ein Gemisch von Tetrachlorkohlenstoff und Luft 
angewandt wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dafl eine Bildausbildungsschicht aus Silicium, Germanium 
Oder einem Gemisch von Silicium und Germanium angewandt wird 
und als Plasmagas ein Fluorkohlenstof fgas angewandt wird. 
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12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB nach der Stufe U zusStzlich elne Entfernung 
der verbliebenen Emulsionsschicht angeschlossen wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet; 
dafl die Entfernung durch eine Gasplasmaatzung unter Anven- 
dung von Sauerstoff oder Luft durchgefUhrt wird. 

14. Verfahren aur Ausbildung von Bildern, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

(1) bildweise ein photographisches, aus einem Trager, einer 
Bildausbildungsschicht auf dem TrSger und einer Silberhalo- 
genidemulsionsschicht auf der Bildausbildungsschicht be- 
atehendea Material belichtet wird, 

(2) das belichtete Material unter Bildung eines Silberbildes 
entwickelt wird, 

(3) das Silberbild mit einer ein sechswertiges Chromium und 
ein Halogenion enthaltenden Gerbbleichlfisung behandelt wird, 

(4) einheitlich die Emulsionsschicht an Licht ausgesetzt und 
emeut die Emulsionsschicht unter Bildung von Silber im be- 
lichteten und unbelichteten Bereich der Emulsionsschicht ent- 
vickelt wird, 

(5) der unbelichtete Bereich durch Atzbleichung unter Frei- 
legung der darunter befindlichen Bildausbildungsschicht 
entf ernt wird und 

(6) der freigelegte Bereich der Bildausbildungsschicht durch 
Oasplasmalltzung entf ernt wird. 

15. Verfahren zur Ausbildung von Bildern, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

(1) bildweise ein photographisches, aus einem Trager, einer 
Bildausbildungsschicht auf dem Trager und einer ungeharteten 
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oder geringfUgig geharteten Silberhalogenidemulsions- 
achicht auf der Bildausbildungsschicht bestehendes Ma- 
terial bellchtet wird, 

(2) das belichtete Material unter Bildung eines Silber- 
bildes entwickelt und das Silberbild zur HSrtung des 
Bildbereiches der Emulsionsschicht gerbgebleicht wird, 

(3) die Emulsionsschicht mit warmen Wasser bei etwa 

40 bis etwa 70S unter Entfernung des Nichtbildbereiches 
der Emulsionsschicht und unter Freilegung der daruxtfer 
befindlichen Bildausbildungsschicht behandelt wird und 

(4) der freigelegte Bereich der Bildausbildungsschicht 
durch Gasplasmaatzung entfernt wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, 
dafl als TrSger des photographischen Materials Glas, Ouarz, 
Saphir, Kunststoffolien, Keramiken, Metalle, Halbmetalle 
und Emailgut verwendet werden. 

17 verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekenn- 
zelchnet, dafi als Bildausbildungsschicht des photographischen 
Materials eine Schicht aus einem Metall, Metalloxid, einem 
Halbmetall oder einer Kombination oder Gemisch hiervon ver- 
wendet wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 15 bis 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl eine Bildausbildungsschicht mit einer Starke 
von etwa 0,01 bis etwa 10/um verwendet wird. 

19 Verfahren nach Anspruch 15 bis 18, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB SilberhalogenidkSrner in der Silberhalogenid- 
emulsionsschicht mit einer durchschnittlichen Korngrfifle 
von etwa 0,1 /urn oder weniger verwendet werden. 



709829/ 09U 



270H58 



- 5t - 
5 

20. Verfahren nach Anspruch 15 bis 19, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl eine Silberhalogenldemulsionsschicht des 
photographischen Materials mit einer StSrke von etwa 
0,1 bis 10yum verwendet wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 15 bis 20 f dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl als Bildausbildungsschicht eine Schicht 
aus Chrom oder Chromoxid verwendet wird und als Plasma- 
gas Tetrachlorkohlenstoff oder ein Gemisch von Tetrachlor- 
kohlenstoff und Luft verwendet wird, 

22. Verfahren nach Anspruch 15 bis 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl als Bildausbildungsschicht eine Schicht aus 
Silicium, Germanium oder einem Gemisch aus Silicium und 
Germanium verwendet wird .und als Plasmagas ein Fluorkohlen- 
stoffgas verwendet wird, 

23 . Verfahren nach Anspruch 15 bis 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl nach der Stufe 4 zusatzlich eine Stufe zur 
Qrtfernung der verbliebenen Emulsionsschicht durchgefiihrt 
wird. 

24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Entfernung durch eine Gasplasmaatzung unter Anwen- 
dung von Sauerstoff oder Luft durchgefiihrt wird. 

25. Verfahren nach Anspruch 15 bis 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Gerbbleichung in Stufe 2 unter Anwendung 
einer wSsssrigsi sechswertige Chromionen und eine SSure ent- 
haltenden LSsung durchgefiihrt wird* 
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26. Verfahren zur Herstellung von Bildern, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl 

(1) bildweise ein photographisches , aus sinem Trager, elner 
Bildausbildungsschicht auf dem Trager und einer ungehar- 
teten oder geringfugig geharteten Silfcerhalogenidemulsions- 
schicht auf der Bildausbildungsschicht bestehendes Material 
belichtet vird, 

(2) das belichtete Material unter Bildung eines geharteten 
Silberbildes gerbentwickelt wird, 

(3) die Emulsionsschicht nit warmen Wasser bei etwa 40 bis 
etwa 70S unter Entfemung des Nichtbildbereiches der Emul- 
eionsscbicht und unter Freilegung der darunterliegenden 
Bildausbildungsschicht behandelt wird und 

(4) der freigelegte Bereich der Bildausbildungsschicht durch 
Gasplasmaatzung entfernt wird. 

27 Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, 
daB als Trager des photographischen Materials Glas, Quarz, 
Saphir, Kunststoffolien, Keramiken, Metalle, Halbmetalle 
oder Emailgut verwendet werden. 

28 Verfahren nach Anspruch 26 oder 27, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Bildausbildungsschicht des photographischen 
Materials eine Schicht aus Metall, Metalloxid, einem Halb- 
metall oder einer Kombination oder Gemischen hiervon ver- 
wendet wird. 

29 Verfahren nach Anspruch 26 bis 28, dadurch gekennzeichnet, 
daB eine Bildausbildungsschicht mit eJser Starke von etwa 
0,01 bis etwa 10/um verwendet wird. 
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30. Verfahren nach Anspruch 26 bis 29, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi SilberhalogenidkBrner in der Silberhalo- 
genidemulsionsschicht mit einer durchschnittlichen Korn- 
grBBe von etwa 0,1 yum oder weniger verwendet werden. 

31 . Verfahren nach Anspruch 26 bis 30, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi eine Silberhalogenidemulsionsschicht des 
photographischen Materials nit einer Starke von etwa 
0,1 bia etwa 10yum verwendet wird. 

32. Verfahren nach Anspruch 26 bis 31, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi als Bildausbildungsschicht eine Schicht 
aus Chrom oder Chromoxid verwendet wird und als Plasma- 
gas Tetrachlorkohlenstoff oder ein Gemisch von Tetra- 
chlorkohlenstoff und Luft verwendet wird. 

33. Verfahren nach Anspruch 26 bis 31 , dadurch gekenn- 
zelchnet, dafi als Bildausbildungsschicht eine Schicht 
aus Silicium, Germanium oder einem Gemisch von Silicium 
und Germanium verwendet wird und als Plasmagas ein Fluor- 
kohlenstoffgas verwendet wird. 

34. Verfahren nach Anspruch 26 bis 33, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi nach der Stufe U eine zus&tzliche Stufe 
zur Entfernung der verbliebenen Emulsionsschicht ange- 
schlossen wird. 

35. Verfahren nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Entfernung durch eine Gasplasaaatzung unter An- 
wendung von Sauerstoff oder Luft durchgeftflirt wird. 
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Fuji Photo Film Co., Ltd. 
Minami Aehigara-Shi, 
Kanegawe (Japan) 



Verfahren zur Herat ellung von 
Bildern 



Lie Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Bildem, insbesondere ein Verfahren zur leich- 
ten Herstellung von Bildem, welche v/armestabil und/oder 
cheniach best&ndig und/oder dauerhaft sind. 

GetDSfl der Erfindung wird ein Bildausbildunga verfah- 
ren unter Anwendung eines photographischen Materials, wel- 
ches aue einen. TrSger, einer darauf befindlichen Bildaus- 
billmgsschicht, beispielsveiee Chroa oder Chrotaoxid, und 
einer Silberhalogenidemulsionaschicht nxxf der Bildaus- 
bildungsachicht besteht, angegeben, welches die bildveise 
Belichtung des photographischen Materials, die Entwick- 
lung des belichteten Materials unter Bildung eines Sil- 
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berblldes, die Behandlung des Materials mit einer Atz- 
bleichlosung zur Entfernung des Blldberelches der Emul- 
slonsschlcht und zur Freilegung der Bildausbildungs- 
schlcht unterhalb der entfernten Emulsionsschicht und 
anschlieBende Entf ernung des f relgelegten Berelches 
der Blldausblldungsschicht unter Anwendung eines Plasma- 
gasMtzverfahrens umfasst. Bel elner welteren AusfUhrungs- 

? " Eoulslonsschic ht des photographischen Materials 
ungehfirtet oder ledlglicb schwach gehfirtet und die Blld- 
ausblldungsschicht wird durch Abwaschen des Nichtbildbe- 
reiches der Emulsionsschicht mit warmen Wasser nach der 
Hfirtung des Bildbereiches unter Anwendung einer Gerbbleich- 
lCsung oder einer GerbentwicklerlBsung frelgelegt. 

Die nach den Ubllchen Verfahren durch blldweise Be- 
lichtung eines photographischen Materials aus einem 
Trfiger, beispielsweise einer Glasplatte, und elner darauf 
ausgebildeten Silberhalogenidemulsionsschicht und Entwick- 
lung des belichteten Materials mit anschliefiender Fixierung 
erhaltenen Silberbilder haben den Nachteil, dafl sie eine 
niedrige Wfirmestabilitat (bei 150 bis 200* wird der Binder 
aufgrund von thermischer Zersetzung verfarbt) und eine 
niedrige chemische Bestandigkeit (beispielsweise wird 
das Silberbild beim Kontakt mit SMuren gelost oder der 
Binder wird durch Alkalien gelSst) besitzen und die 
Emulsionsschicht mechanisch schwach und fllr SchMdigungen 
vfihrend der Handhabung anfallig 1st (d.h., die Silberbilder 
haben eine niedrige Dauerhaf tigkeit ) . 

Urn diese Nachteile zu tiberwinden, wurde auf dem Ge- 
biet der mikroelektronischen Herstellung 2uflucht zur Pra- 
xis der Bildausbildung mit einem Material von hoher ther- 
mischer Stabilitat, chemischer Bestandigkeit und Dauer- 
haf tigkeit, beispielsweise Chrom, genommen. Beispiels- 
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v,eise kann ein Chroobild durch Ausbildung einer dttnnen 
Schicht von Chroo, beispielsueise .it einer Starke vox, 
et«a 800 i, auf eineo Glastrager durch Vakuunabscheidung 
und/oder -aufspruhen, Auf Ziehen einer Photowideretanda- 
echicht auf die Chrooachicht zur Bildung eines licht- 
empfindlichen Materials, bildweiee Belichtung des Ma- 
terials unter Inverting vcn Ultra violettatrahlen, Bnt- 
„icklung der belichteten Photovideratandsschicht Bit 
einer EntwicklerlSsung unter Entfernung der Widerstands- 
achicht in detn belichteten Bereich oder unbelichteten Ba- 
re ich unter Freilegung der darunterliegenden Chrooschicht , 
cheoische Atzung der freigelegten Chrooschicht oit einer 
Atzl5sung zu ihrer Entfernung und geuunschtenfalls Ent- 
fernung der verbliebenen Widerstandsschicht erhalten 
verden. Das erhaltene Prcdukt «ird auf dieeeo Pachgebiet 
ale Chroooaske bezeichnet und die Chrooachicht vrird als 
Maskenschicht bezeichnet. Diese Schicht viird als «3ild- 
ausbi*ungsschicht« io Rahoen der Erfindung bezeichnet,^ 
da aie auf weiteren An^endungsgebieten als denen der Mas.ce 
verwendet verden kgnn. Anstelle von Chroo kbnnen auch 
Chroooxid (Cr 2 0 3 ), Eisenoxid (Pe^), Chroo-Chroooxid , 
Siliciuo, Siliciuooxid (SiO), Germaniuo und Siliciuo- 
Geroaniuo zur Bildung der Maskenschicht verwendet werden. 

Die Photov/iderstande werden bei deo vorstehenden 
Verfahren zur Chroooaskenbildung eingesetzt, jedoch kon- 
nen sie, da die Lichteopf indlichkeit der PfeoWderstande 
auBerst niedrig ist, nicht bild^eise unter- An^endung einer 
ala Hustergenerr.tor (pattern generator) bezeichneten Spe- 
zialvorrichtung bildveise belichtet werden. Infolgedeesen 
w ird das vorstehend angegebene photographieche Material 
aus eineo Glastrager und einer darauf gebildeten Silber- 
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eine weiterhin darauf befindliche Photoviderstands- 
schicht 12 und eine auf der O^erseite des Photowider- 
etandes liegende Silberhalogenidemulsionsschicht 13. 
Es 1st arigegeber., daB eine dauerhafte Maake erhalten 
warden kann, indem zuerst- ein Silberbild durch bild- 
veise Beliohtung, Entwicklung und Pixierung der Emul- 
sions schicht 13, anschlie3ende Belichtung der Phot o- 
widerstandsschicht 12 einheitlich nit Ultraviolett- 
strahlen, Entferr,ung der Enulsionsschicht , Entwick- 
lung der Photovjiderstandsschicht , Itzung der Masken- 
schicht und schlieSlich Entfernung des Widerstandes 
hergestellt werden kann. Da jedoch die hydrophile 
Silberhalogenidemulsionsschicfct auf eine oleophile 
Photoviderstandsschicht bei diesem photographischen 
Material aufgezogen ist, wird die Haftung zwischen 
der Emulsionsschicht -and der Photov/iderstandsschicht 
schlecht, wenn nicht auf den Photov/iderstand eine 
hydrophile Unteruberzugsschicht ausgebildet ist. Die- 
ses photographische Material hat somit den Nachteil, 
daB es aus zahlreichen Schichten aufgebaut v/erden mufl, 
sodaB die Kosten der Materialien erhoht werden. Peraer 
ist bei Anv/endung dieses Materials das photographische 
Yerfahren kompliziert. 

Palls die Silberhalogenidemulsion als Ersatz fur 
den Photowidsrstand verv/endet v/erden k8nnte, wurden . 
photographisches Material und Verfahren sehr einfach. 
Tatsachlich erlaubt die Emulsionsschicht einen freien 
Durchgans v/&ssr:.ger Lbsungen und. kann keine Sperre 
gegentiber wassrigen Atzlosungen werden. Jedoch wurden 
einige Verfahren zur Erzielung einer Wirkung der Emul- 
sionsschicht als Widerstand bereits fruher gefunden 
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Bntfernung der Enulsionsschicht in einea das Silberbild 
tragenden Bereich Oder in einetn das Silberbild nicht 
tragenden Bereich unter Preilegung der unter diesen 
Bereich befindlichen Bildausbildungsschicht und an- 
schliefiende 3ete ndlung es freigelegten Bereiches der 
Bildausbildungsschicht tnittels Gasplasnaatzung zur 
Entfernung derselben erreicht. 

In den beiliegenden Zeichnungen zeigt 
Figur 1 ein photographisches Material zur Bildung eines 
Chroufadennetzes getaafl dem Stand der Technik und 
die Piguren 2 bis 6 zeigen das photographische Material 
genaB der Erfindung und die verschiedsnen Stufen der 
Behandlung entsprechend dea erf indungsgenaBen Verfahren. 

Im einzelnen ist Figur 2 ein Schnitt eines photo- 
graphischen erf indungsgenaB eingesetzten Materials, *ro- 
bei die Bezugaziffer 20 den Trager, 21 die Bildausbil- 
dungsschicht und 22 eine Silberhalogenidenulsionsschicht 
bezeichnen. Palls die Bildausbildungsschicht 21 oleophil 
ist, kann eine hydrophile Unteriiberzugsschicht zvischen 
der Bildausbildungsschicht 21 und der Silberhalogenid- 
emulsionsschicht 22 ausgebildet werden. 

Der erfindungsgeaaB eingesetzte Trager kann trans- 
parent Oder nicht-transparent Oder steif oder flexibel 
sein. Der hier angewandte Ausdruck "transparenter Trager" 
bezeichnet einen Trager, velcher ein zum Durchlassen von 
nicht -weniger als etwa 50 vorzugsweise nicht weniger 
als 70 5&,elektronagnetischer Wellen in nahen Ultraviolett- 
lichtbereich, beis?ielsv;eise etv/a 2900 I bis etv;a 4000 X, 
und in sichtbaren Lichtbereich beispielsweise etwa 4000 X 
bis etwa 7500 % geeignetes Material ucf asst. Spezifische 
Beispiele fur geeignete Trager sind Glas, Quarz, Saphir, 
Kunststoffolien ; beispiel3v/eise Polyathylenterephthalat, 
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Polyatyrol und Celluloseacetat, Keramiken, beiapiels- 
weiee Aluniniumoxidkeramikgut und Titankeramikgut , Ketalle 
beispielsweiae Nickel, Kobalt, Chrom, Titan, Nickel-Chrom- 
legierungen, Eisen-Nickellegierungen, Eiaen-Chromlegierungen, 
Eisen-Xobaltlegierungen und Eisen-Nickel-Chromlegierungen, 
Halbmetalle^eispielsweise Silicium und Germanium, Mttalle 
oit eine Oxidtiberzug auf der Oberflache, beispielsweise 
anodisch oxidiertes Aluminium, und Emailleware. 

Die erfindungsgemafl eingesetzte Bildausbildungsschicht 
kann durch Anhaften eines Bildausbildungsraateriala an dea 
Trager unter Anwendung verschiedener Verfahren wie Vakuum- 
abscheidung, Aufsprtihen, Ionenplattierung, Plasmaschwei flung, 
cheDische Dampfabscheidung (CVD) Oder chemischer Plattierung 
ausgebildet werden. Brauchbare BiMausbildungsnaterialien 
umfasaen beispielsweise Hetalloxide wie Chromoxid (Cr 2 0 3 ), 
Eiaenoxide (Pe 2 0, und ?e 3 0 4 ), Eupfer-I-Oxide (Cu 2 0), Kupfer- 
II-Oxide (CuO), Uicke^oxid, Kobaltoxid, Kadmiumoxid, Titan- 
oxid, Tantaloxid und dgl., Hetalle wie Chirom, Aluminium, 
Silber, Titan, Kobalt, Wolfram, Sellur, Gold, Platin, Iri- 
dium, Palladium, Rhodium, Holybden, Tantal, Eisen-Mckel- 
legierungen, Eisen-Chromlegierungen, Eisen-Kobaltlegierungen, 
Eisen-Xfickel-Chromlegierungen und dgl., Halbmetalle wie 
Silicium, Germanium und dgl., Halbmetalloxide wie Silicium- 
oxid (SiO), Gertaaniumoxid und dgl. und Zombinationen der- 
artiger Haterialien wie Cr-Cr 2 6 3 , erhalten durch Ausbildung 
von Chronoxid auf der Oberflache von Chrom, Si-SiO, er- 
halten durch die Ausbildung von Siliciundioxid auf der 
OberflSche von Silicium und Gemische von Silicium und 
Germanium. Palls Haterialien mit einem niedrigen Ausmafl 
der Hydrophilie wie Fe^, Si, Ge, Si0 2 , Ge-Si und dgl. 
ala Bildausbildungsmaterial verwendet werden, wird ea 
bevorzugt, dafl ein Material mit einem hohen Ausmafl der 
Hydrophilie zu einer Starke von etwa 10 bia etwa 100 & 
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auf der Oberfiache der Bildausbildungsschicht abge- 

schieden wird. 

Die Starke der Bildausbildungsschicht kann in 
Abhangigkeit von den gewiinachten Gebrauch variieren, 
liegt jedoch in allgeneinen zwischen etwa 0,01 und 
etva 5,um,vorzugs%ieise etwa 0,01 bis etwa 3 ^/unyStar- 
ker bevorzugt etva 0,05 bis etva 1 /un. so starksten 
bevorzugt etva 0,05 bis 0,5/un. Venn die Schicht zu 
dtthn ist, wird die Dicbte des Bildes niedriger und 
wenn die Schicht zu dick ist, nimnt die zum Atzen er- 

forderliche Zeit zu. 

Venn die BildauBbildungsschicht als optische Hae- 
ke verwendet wird, liefert die Bildausbildungsschicht 
einen Haakeneff ekt fur Ultraviolettlicht und/oder sicht- 
bares Licht. In diesen Fall ist die optische tranaparente 
Dlchte der Bildaw bildungaachicht grbfler als 1,0,vor- 
zugeweiae 1,2, starker bevorzugt 1,5- 

Die auf die Bildauabildungsachicbt auf zuziehende 
Silberhalogenideaulsionsschicht kann aus jeder bekannten 
Silberhabgenidenulsion bestehen, die durch Dispergierung 
eines Silberhalogenides in einen waaserlBslichen Binder 
erhalten wurde. Emulsionen von feinzertsilten Teilchen 
verden besonders bevorzugt. Beispielsweise verden die 
aogenannten "Lippoannemuisionen" von Silberhalogeniden 
nit einer durchschnittlichen TeilchengrSfle von nicht 
nehr als etwa 0,1 /un bevorzugt. Das Gewichtsverhfiltnis 
von Silberhalogenid zu waaserlSslichen Binder betriigt 
allgenein etwa 1 :6 bis etwa 8 : 1. Die Silberhalogenid- 
enulsion kann auf die Bildausbildungsschicht beiapiels- 
weiSe unter Axwendung eines Drebiiberzugsgerates , ttber- 
zugsgerates und dgl. aufgezogen verden. 
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Geeignete Beiapiele fur verwendbare Silberhalogenide 
Bind Silbercfclorid, Silberbroaid, Silberjodid, Silberchlor- 
bronid, Silberjodbronid, Silberchlorjodid und Silberchlor- 
Jodbroaid. 

Senaibiliaatoren, Hartungeoittel und Antiachleiemiit- 
tel, wie sie in ttblichen photographiechen Enulaionen ein- 
geaetzt werden, kSnnen zu der erflndungagenafl verwendeten 
Silberhalogenideiaulaion gewunachtenfalla zugegeben warden. 

Brauchbare vaaaerlbaliche Binder aind beiaoielaweiae 
Gelatine, Albumin, Kaaein, Celluloaederivate, Agar, Net riuo- 
alginat, Kohlehydratderivate, Polyvinylalkohol, Polyvinyl- 
pyrrolidon und Polyacrylaaid. Gewinechtenfalla kann ein 
Geniach ron zwei Oder mehr vertraglichen Bindern einge- 
eetzt warden. 

Bie Starke der Silberhalogenidemulaionaachicht nach 
der Trocknung liegt allgemein zwiachen etwa 0,1 und etwa 
10y«m y vorzug8wei8e zwiachen etwa 0,1 bia etwa 5 /U o t 
etSrker bevorzugt etwa 0,1 bia 2 /van. ' 

Eine erate Auafiihrungaforn der Erfindung uofaaat die 
bildweiae Belichtung der Silbernalogenideinulaionaachicht, 
Entwicklung der Silberhogenidenmlaionaachicht, gegebenen- 
falla Pixierung dea entwickelten Bildea, Entfernung des 
Silberbildbereichea der SilberUalogenidenulaionaach^cht 
Bit einer Atzbleichlbaung zur Preilegung der darunter be- 
findlich® BildauabiBungaachicht nit einer StzbleichlS- 
eung zur Preilegung der darunter befindlichen Bildauabil- 
dungaachicht uai anachlieflende Entfernung dea freigelegten 
Bereichea der Bildausbildungaachicht ait einea Gasplaana. 

Die geeignete Belichtung der Silberhalogenideoulsion 
kann durch elektromagnetiache Strahlung, fttr die die Silber- 
halogenidloaung empf indlich ist, beiepieleweiae aichtbarea 
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Licht, ultraviolettea Licht, Elektronenetrahlen, RSnt- 
genetrahlen und dgl. erfolgen. Bei optiach aenaibiliaierten 
photographiachen lichteapf indlichen Materialien 1st ea 
gtthatig, ein Licht hauptaslchlich nit einer WellenlSnge 
enteprechend den Wellenlangenbereich, fUr den Enulaion 
optiach aenaibiliaiert wurde, ola Lichtquelle zur Be- 
lichtung der Enulaionaachicht su wShlen. 

Me Auebildung einea Silberbildea in der Silber- 
halogenideaulaionaachicht kann unter Anwendung der tib- 
lichen photographiachen Behandlungen, d.h. durch Ent- 
v/icklungabehandlung der belichteten Emulaionaachicht 
und Fixierung.bewirkt werden. Die iiblichen photographiachen 
Behandlungen unfaaaen Belichtung, EntwickLung, Fiacierung 
und dgl. und konnen in Rahaen der Erfindung angevandt wer- 
den und Bind in Techniquea of Microphotography Kodak Data 
Book, P-52 (Eaatnan Kodak Co., Rocheater, N.Y. , 1970) be- 
achrieben. 

Die zur Bildung einea Silberbildea bei der eraten 
Auaftihrungaforn der Erfindung eingeaetzten Entv/ickler- 
lSaung kann eine beliebige auf deD Fachgebiet bekannte 
Entwicklerlb8ung aein und uafaaat beiapielav/eiae Hydro- 
chinon, Pyrogallol, 1-Phenyl-3-pyrazolidon,p-Aainophenol 

und As cor bin a Sure. 

Gewiinachtenfalla iat ea aSglich, bekannte Verbindungen 
Oder Konponenten, beiapielav/eiae alkaliache Mittel Beiapiela 
weiae Natriunhydroacid Oder Natriuakarbonat, pH-Einatellunga- 
aittel Oder Puffer beiapielav/eiae EaaigaSure Oder Bora&ure, 
Antiachleieraittel, beiapielav/eiae Kaliuabroaid, Oder Kon- 
servierungaaittel, beiapielav/eiae ITatriumaulf ii / zu der Ent- 
v/icklerlosung zuzuaetzen. 

Andereraeita kann da a Fixierungaaittel fur daa Sil- 
berhalogerid aus beiiebigen LQaungsaitteln fur Silberha- 
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logenid,belspielBweise Hatriunthi08ulfat Oder Natriun- 
thiocyanat, wie aie auf den Facbgebiet allgenein be- 
kasDt sind, bestehen. Die das Fixierungsnittel enthal- 
teode Loaung kann gewiinachtenfalla auch ein Konser- 
Yierungsnittel, beispielsweise Natriumsulf id, einen 
pH-Puffer/beiapielsweiae Borsaure, ein pH-Einstellungs- 
mittel/beispielsweise Easigsaure^der ein Chelatnittel 
und dgl. enthalten. 

Ea wird aomit in der Silberhalogenidenulaiona- 
echicht unter Anwendung bekannter Methoden ein Silber- 
bild auagebildet. In nichtbelichteten Bereich verbleibt 
das Silberhalogenid Oder es wird fixiert und entfemt. 
Flgur 3 der beiliegenden Zeichnungen zeigt ein photo- 
graphisches Material, worin ein Silberblld 30 in be- 
lichteten Bereich auagebildet 1st. In unbelichteten 
Bereioh der Enulsionsschicht 31 kann das Silberhalogenid 
yerbleiben Oder kann durch Flxierung entfemt werden. 

Die Sllberhalogenldenulsionsschicht wird dann nit 
irgendeiner bekannten Atzbleichlfisung zur Entfernung der 
das Silberblld tragenden Telle der Sllberhalogenldenulsions 
schicht behandelt und, wie in Figur 4 gezeigt, wird die 
blldblldende Schicht unterhalb des . ailberbildtragenden 
Teiles 30 freigelegt, wie nit U0 bezeichnet 1st. Die 
Xtzblelchung 1st die Erscheinung, wobei, falls eine ein 
Silberblld tragende Silberhalogenidenulsionsschicht nit 
elner Xtzblelchl8sung behandelt wird, der silberbildtra- 
gende Teil der Enulsionsschicht weggeatzt wird. 

Samtllche bekannten Atzbleichiesvuigen kbnnen zu 
dlesen Zweck verwendet werden. Beispielsweise kSnnen die 
In TAGA Proceedings, Seite 1 bis 11, 1967 und PSA Technical 
Quarterly, Nov. 1955, Seite 130 bis 134 beschriebenen Xtz- 
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bleichlBaungen eingesetzt werder.. Spezifieche Beispiele 
umfaasen eine Kupfer-II-Chlorid , ZLtronensaure und Wasaer- 
etoffperoxid enthaltende waaerige LBaung, eine Kupfer- 
nitrat, Kaliutnbromid, Milchaaure und Weeeeratoffperoxid 
enthaltende wftaarige LBaung, eine Eiaen-III-nitrat, Ka- 
liumbroniid, Milchaaure und Waaseratoffperoxid enthaltende 
waesrige LBaung, eine Eiaen-III-nitrat, Kaliumbromid und 
Milchaaure enthaltende waearige LBaung und eine Zinn-IV- 
chlorid und KaHunbronid enthaltende wasarige LiJsung. 

Die itzbleichung kann bei etwa 15 bia etwa 6OT 
Torzugaweiae 20 bi8 50C vShrend etwa 20 S e kunden bis 
etwa 10 Minuten vorzugaweiae wahrend 30 Sekunden bis 
5 Minuten durchgeftthrt werden. 

Das photographiache Material, deasen ailberbild- 
tragenaer Teil der Etnulaionaachicht entfernt wurde und 
deeaen darunterliegende Bildauabildungaachicht frei- 
gelegt iat, wie bei 40 gezeigt, wird dann mit eineta 
Gaaplaama behandelt, wodurch die unabgedeckte Bildaua- 
bildungaachicht aelektiv entfernt wird, vie in Pigur 5 
gezeigt. D e r unbelichtete Bereich 31 der Enulaionaachicht 
ninnnt in der Starke aufgrund der Plaamabehandlung ab, ver- 
bleibt jedoch tiblicherweiae, ohne dafl er vollstfindig ent- 
fernt wird. 

Die Ga8plaamaatzung kann unter Bedingungen einer 
Abgabe von etwa 10 bia etwa 1000 Watt, einea Gaadruckes 
▼on etwa 10~ 5 bis etwa 5 Torr, einer Itzzeit von etwa 
1 bie etwa 100 Minuten und einer Temperatur im Bereich 
yon Raumtemperatur, beiapielsweiae etwa 15 bia 3CC, 
bia zu etwa 600PC durchgefUhrt werden. 

Daa ala Gaaplaama verwendete Gaa wird in geeig- 
neter Weiee entBprechend den Material der Bildausbildungs 
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echicht gewahlt. Die PlaamaStzung kann nit beliebigen 
Gaaen auegefiihrt werden. Gaee, welche Jedoch die Emul- 
eionaachicht an den Bildbereichen langaain entfernen und 
die Bildausbildungaschicht rasch entferaen, werden be- 
vrzugt. Bin balogenhaltigea Gaa let ala Plaamagaa ge- 
eignet. Color und Pluor enthaltende Gaae, beiapielaweiae 
Tetrechlorkohlenatoff, Kohlenatofftetrafluorid, Preon 
(Warenbezeichnung, beiapielaweiae CHC1P 2 , CCl^P, und 
CC1 2 P-CC1P 2 und dgl.), Gemiache von Kohlenatofftetra- 
fluorid und Luft und Gemiachevon Preon und Luft und dgl, 
werden ala Gaeplaema bevorzugt. Wenn beiapielaweiae die 
Bildauabildungaachicht aua Chrom oder Chromoxid beateht, 
kSnnen Tetrechlorkohlenatoff und ein Gaagemiadi aua Te- 
tracblorkohlenatoff und Luft nit guten Ergebniaaen ein- 
geeetzt werden. Andereraeita werden Pluorkohlenatoffgaae 
beiapielaweiae CP 4 und CC1 2 P 2 ,bevorzugt, wenn die Bild- ' 
auabildungaachicht aua Silicium, Germanium oder aua einem 
Gemiach aua Silicium und Germanium aufgebaut iat. Andere 
bekannte Gaae kSnnen gleichfalla verwendet werden. 

Ea iat gut bekannt, daB Materialien durch ein Gaa- 
plaama entfernt werden konnen (geatzt werden). Diea iat 
beiapielaweiae in-Automatic Plaama Machinea for Stripping 
Photoreaiata" Richard L. Berain, Solid State Technology, 
Juni 1970, Band 13 (6), Seite 39 bia 45 und -A Plaama 
Oxidation Proceaa for Removing Photoreaiat Pilma", Stephen • 
M. Irving, Solid State Technology, Juni 1971, Band 14 (6). 
Seite 47 bia 51 ,beachrieben. Die Entfernung einea Materiala 
unter Anwendung einea Gaaplaamaa dtirftc aich aufgrund der 
zweifachen Tataache ergeben, dafl aich die durch daa Gaa- 
plaama erzeugten Radikale mit dem Material unter Ver- 
gaaung vereinigen und die Ionen im Gaaplaama mit dem 
Material zuaammenatoflen, um ea abzuatoBen (eogenanntea 
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V.rsnritsen). Venn der Druok dee Gases boob 1st Jjbsi- 

0.01 Us etv, , 
L Bevegung der lonea geriog und der SprubeffeW 1st 
g B i3s gsrlng. IB dieee» Pall d«r«. die 
"uag des Materials pri-ar aufgruad der J*-**""*? ' 
duroa KoMustion der Badikale -it den Hat.rlal auftre- 

Venn die bellcbtete Blldeusbildungescbicbt durcb 
dae Geepleema entferat vurde. wird die verblieben. I*ul- 
stonesohlcat 31 eatfernt. wle ia Figur 6 geseigt. Die 

ns.ebi.bt Xanu ia gleicber Weis. uater Aa.eaduag 
eiaes Oaeplasaae Oder uater Anwendung eiaer Eatferawgs 
flusslgJlt eatfernt werdea. Palls sie uater Anwendung 
afnee Gaeplasaas entfernt, W ird. vird eia BeuerstoffUal- 
tiges Gas vie Seuerstofx, Ge.ische von Saueretoff und 
t Jt. Geuieetae voa Sauerstoff uad weiteren Gasen uad 
£. sis Gaematerial bevorsugt. Pells eiae 
fSssigkeit verweadet „ird, kana diese sus eiaer vassri- 
"a Mauag eiaer Saure. eiaes Alkalis oder eiaes Seises 
fastebee. Speaifisebe Beiepiele voa Eotf emungsfluesig- 
keltea siad vassrige SebvefelsSure. Salaeaure Oder Sal- 
feferaaure uad dgl. eataalteade loauagea, vaasrige Katriua- 
■ffST— jLbvdro=cid uad dgl. entb, 
vLarige Hatriuntaydrosid oder Kaliuubydroxid uad dgl. 
TtasWeade Manager uad wassrige Natriuabypocblorlt Oder • 
KaliuBhypoohlorit uad dgl. eataalteade Meuagea. 

Eia besoaders ttberlegeaes Beiapi.l dieser Auefubrungs. 
form beateht dsrin, dee ein Silb.rbild dureb 
Beliebtuag und Bntvleklung (obne Pixierong) gebildet vird, 
aas Cerbild einer Gerbbleiobuag uater Anwendung . nee 
eecbs-ertlgen Cbronions und einer Halogen entbsltendsn 
BXaioaloaung unt.rsogen wird, dann die Jtoulelonssebiebt 
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einheitlichem Licht ausgesetzt vird und erneut unter 
Bildung von Silber as den belichteten und nicht be- 
lichteten Bereichen entvickelt wird, worauf dann die 
Silberhalogenidemula iona8 chi cht zur Entfernung de8 
unbelichteten Bereichea der Enulaionaachibht einer 
Itzbleichbehandlung unterzogen wird, wShrend die . 
belichteten Bereiche der Emuleionaachicht belaaaen 
werden, aodafi die Bildauabildungaechicht unterhalb 
dar entfernten unbelichteten- Bereiche freigelegt 
wird und anachlieflend, wie voratehend geachildert7~deF — 5 
unbedeckte Bereich der Bildauabildungaachicht ait einem 
Geaplasna entfernt wird und gegebenenfalla die verblie- 
bene Silberhalogenidemulaionaachicht entfernt wird. 

In dieeem Beiapiel let die negative und poaitive 
Beziebungim Gegenaaiz zu denjenigen im voratehend be- 
schriebenen Pall. Baa auegezeichnete Merkmal in dieaem 
Beiapiel liegt darin, daB nach dieaem Verfahren dae 
photographiache Material eine eehr hohe Auflb'aung zeigt. 
ttblicherweise iat, falla ein Relief aua einer Silber- 
helogenidemuleionaachicht durch eine Jttzbleichung ge- 
blldet wird, die AuflBaung etva 5 bia 10 yum, vfihrend 
nach dieaem Verfahren Linien mit 1 bia 2,um eufgelpat 
verden kBnnen. Bieaer Effekt kann unter Anwendung einer 
BleichlBeung eraielt warden, die Halogen zuaStzlioh zum 
eechavertigen Chromion enthait, beiapielaweiae Kalium- 
bichromat und Salzatture, und kann nicht durch eine 
BleichlBeung erzielt werden, die aua einer waearigen 
Ldaung von Kaliumbichromat und ScbwefelaSure beateht, 
wie eie ttblicherweiae zur Umkehrentwicklung oder Oerb- 
bleichung angevandt werden. Die gegebenenfalla bei die- 
ser AuafUhrungeform eingeaetzte Grundierachicht iat eine 
Schicht, welche innlg aowohl an der Bildauabildungaachicht 
ale auch der Silberhalogenidemulaionaechicht anhaftet. 
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Die Grundierachicht enthSlt ein hydrophilea Polymeres. 
Beispiele fiir geeignete Materialien fur die Grundier- 
schicht Bind Gelatine, Albumin, Kaeein, Celluloaederivate, 
Stftrkederivate, Natriumalginat, Polyvinylpyrrolidon, Acryl- 
aaurecopolymere und Polyaorylamid . Giinatigerweiae iat die 
StSrke der Grundierachicht ao gering wie xnSglich und sie 
betr&gt im allgeneinen etwa 0,01 tie etwa 5 /um,vorzug8- 

weiae 0,05 bis 0,3 /un. 

Hach einer zweiten Auaftthrungsform der Erfindung wird 
eine ungeh&rtete Oder geringfUgig gehHrtete Silberhalogenid- 
eoulsionaachicht, d.h. eine, die aich mit warmen Waaaer bei 
60C 18et, jedoch nicbt bei 40>C, bildweise belle htet und in 
der gleichen Weiae wie bei der eraten AuafUhrungeform ent- 
wickelt und gegebenenfalla auch fixiert. Dann wird daa 
Silberbild einer Gerbbleichung nit einer Gerbbleich- 
lBeung zur HSrtung de8 eilberbildtragenden Teile8 der 
Silberhalogenidemulaionsachicht unterzogen und dann wird 
der Nichtbildbereich der Silberhalogenidemulsionaachicht 
mit warmen WaaBer zur Freilegung der BildauabildungBachicht 
unterhalb dee ffichtbildbereichea abgewaechen. Die nicht 
gegerbten Gelatine-ttberzugabinderbereiche kBnnen unter 
Anwendung von warmen Waaaer bei einer Temperatur von etwa 
40 bia etwa 70XJ, vorzugaweise 45 bia 60C, abgewaechen werden. 
Wenn die Temperatur dea zur WSsohe verwendeten Waasera 
niedriger ala etwa 4CPC let, wird der nicht gegerbte gelatine 
haltige Binder praktiach nicht gelBst, wMhrend, falla die 
Temperatur hSher ala 70S iat, die Moglichkeit eintritt, 
dafi der gegerb*3 gelatinehaltige Binder gel8at wird. An- 
BchlieBend wird in der gleichen Weiee wie bei der eraten 
Auaftihrungsform der nicht abgedeckte Bereich der Bild- 
auabildungaachicht durch ein Gaaplaama entfernt und er- 
forderlichenfalla wird die verbliebene Silberhalogenid- 
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scheinung, wobei der Binder des Bildauabildungabereiches 
bei der Entwicklung gehartet wird und 1st beispielsweise 
in P. Glafkidea, Photographic Chemistry, e.o. Band 2, 
Seite 665 - 666 beschrieben. Die in dieaer Literatur- 
etelle angegebenen GerbentwicklerlBaungen und weitere 
bekannte GerbentwicklerlSsungen konnen bei dieser Aus- 
ftlhrungaforn eingeaetzt verden. 

Geeignete BleichlBsungen, die bei den vorsteheid en 
Stufen verwendet werden konnen, umfaasen eine waaarige 
LSaung einea Gemiaches einer Chromverbindung, die aechs- 
wertigea Chromion enthalt beispielsweise Ha trlumdi chroma t, 
Kaliumdichromat, Ammoniumdichromat, Natriumchromat, Kaliun- 
chromat, Ammoniumchromat und dgl., und ein Halogen, beiapiels 
veiae HaCl, KC1, HaBr, KBr, HC1 und dgl. Perner kann ge- 
vttnachtenfalla eine S&ure zum Beiapiel.Schwef elsSure Oder 
EesigsSure und dgl. ; zu den LSeungen zugesetzt werden. Die 
geeignete Konzentration an aechawertigen Chromionen kann 
im Bereich von etwa 0,5 g/l bia zur SSttigung der LSaung, 
vorzugaweiae 5 bis 100 g/l liegen. Die geeignete Saure- 
konzentration liegt im Bereich von etwa 0,1 bis 200 mlA, 
vorzugaweiae 0,25 bis 10 ml/l fur HgSO^ mit 98 Gew.-#, 
HC1 nit 35 Gew.-# und HNOj mit 70 Gew.-# und dgl. und 
die geeignete Halogenkonzentration liegt in Bereich von 
etwa 1 g/l bis zur Sattigung der Lbsung, vorzugsweise 
5 g/l bia zur SSttigung der Lgaung. Die geeignete Tempe- 
ratur zur Bleichung kann im Bereich von etwa 10 bis 60C 
▼orzugaweise 15 bis 40C wahrend etwa 10 Sekunden bis 
etwa 10 Minuten betragen. 

Die Ublicherweise angewandten Bedingungen hinsicht- 
lich der Konzentration der Gerbentwicklerlb*3ung und die 
Behandlungsparaneter wie Temperatur und Zeit der vorstehend 
angewandten Gerbentwicklung kSnnen im Rahman der Erfindung 
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angewandt werden, wozu auf C.E.K. Mees ft T.H. James, 
The Theory of the Photographic Process, 3. Auflage, 
Selte 304 his 306, The Macmillan Company, New York 
(1967) verwiesen wird. 

Die folgenden Beispiele dienen zur weiteren 
ErlSuterung der Erfindung. Falls nichts anderes ange- 
geben 1st, sind samtliche Telle, ProzentsStze, Yer- 
hfitnlsse und dgl. auf das Gewicht bezogen. 

Belspiel 1 

Unter AJiwendung von 50 g Gelatine und 188 g Silberbromid 
wurden 1400 ml einer Silberbromidemulsion hergestellt 
(das Silberhromid hatte eine durchschnittliche Teilchen- 
grSBe von etwa 0,06/un)} Die Emulsion wurde physikalisch 
gereift, chemisch durch Zusatz von Natrlumthio sulfa t und 
Chlorgold-III-saure gereift und auf 510 nm bis 560 xun durch 
Zusatz von 0,15 g 5-[2-(3-Methylthiazolinyliden)athyllden]- 
3-carboxymethylrhodanin sensibilislert. Dann wurde die 
Emulsion auf die Chromschicht einer Natronkalkglasplatte 
mlt darauf im Yakuum zu einer Starke von etwa 0,1 yum ab- 
geschiedenen Chrome so aufgezogen, daB nach der Trock- . 
nung die Starke der Silberhalogenidemulsionsschicht etwa 
2 yum betrug. Das erhaltene phot ogra phis che Material wur- 
de bildweise an Licht aus einer Wolframlampe durch einen 
grttnen Pilter (Kodak Wratten Nr. 58B) wShrend 3 Sekunden 
ausgesetzt und mlt einer Entwicklerl(5sung der folgenden 
Zusammensetzung bei 2JpC wShrend 5 Minutsn zur Bildung 
61nes Silberbildes entwickelt. 



Bntwlcklerlosung 

1-Phenyl-3-pyrazolidon 
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Natriumsulfit 
Hydrochinon 

Natriumcarbonat (Monohydrat ) 

Kaliumbromid 

Benzotriazol 

1 -Fhenyl-5-mercaptotetrazol 
Phenazln- 2- carbons Sure 



50 g 

12 g 

60 g 

2 g 
0,2g 

5 mg 

1 g 

1 1 



Wasser zu 

Das entwickelte Material wurde wahrend 30 Sekunden in 
eine wfissrige 1 ,5%ige EssigsaurelBsung zum Abbruch der 
Entwicklung eingetaucht und mit Wasser wahrend 1 Minute 
gewaschen. Der Silberbildbereich wurde dann mit einer 
AtzbleichlBsung der folgenden Zusammensetzung wfihrend 
2 Minuten bei 20=0 zur Freilegung der Chromschicht unter- 
halb des Silberbildbereiches fitzgebleicht. 

XtzbleichlBsung 

(1) LBsung A 

Kupfer-II-Chlorid 10 g 

Zitronensaure 10 g 

Wasser zu 11 

(2) LBsung B 

3#ige wSssrige WasserstoffperoxidlBsung 

Vor dem Gebrauch wurden 1 Volumenteil der LBsung A 
mit 1 Volumenteil der LBsung B vermischt. 

Das behandelte photographische Material wurde mit 
Wasser wahrend p Minuten gewaschen und getrocknet. 

Dann wurde das photographische Material in eine Plasma 
atzvorrichtung (Modell PLASM0D II, Produkf der Tegal Cor- 
poration) zur DurchfUhrung einer PlasmaMtzung der unab- 
gedeckten Chromschicht eingebracht. 
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Pi a sag a t zbe d 1 npunfl en 

Pre< ' uen2 13,56 MHz 

Hochfrequenzabgabe 50 w 

Gemisch aus mit Tetrachlor- 
kohlenstoff gesMttigter Luft 

° asdruck etwa 0,1 Torr 

ltz2elt 5 Mlnuten 

Das Aussehen des Nichtbildbereicb.es der Emulaions- 
achlcht wurde kaum geSndert. 

Der Nlchtbildberelch der Emulsionsschicht wurde wfihrend 
2 Minuten In eine Xtzlbsung aus Natriumhypochlorit mit einer 
Konzentration von etwa 1 * zur Entfernung eingetaucht, wo- 
rauf mit Vasser gewaschen und getrocknet wurde. sodafi eine 
Chrommaake gebildet wurde. 

- Die dabei erhaltene Chrommaske 16ste minimale Linien- 
breiten von etwa 12/um auf . 

Beisniel 2 

Nach der Xtzbleichungsstufe von Beispiel 1 wurde das 
Silberhalogenid in dem Nichtbildbereich durch AuflSsung 
mit einem Fixierbad der folgenden Zusammensetzung ent- 
fernt. 

Zusammensetzung der Fixlerl«sim,r 

Ammoniumthiosulfat (70*ige wassrige LBsung) 200 ml 
Natriumsulfit (wasserfrei) 

Borsaure 8 
Elsessig 

Aluminlumsulfat 1f) 
SchwefelsMure (9836) 2 ^ 

Vasser zu 



2 g 
16 ml 



1 1 
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Nach der Wasche mit Wasser und Trocknung wurde 
das photographische Material unter den gleichen Be- 
dingungen wie in Beispiel 1 plasmageatzt und dann wurda 
der Nichtbildbereich der Emulsionsschicht mit einem Sauer- 
stoffplasma(0 2 : 10096) entfernt. 

Sauerstoffplasma bedingungen 

Frequenz 1 3t56 MHz 

Hochfrequenzabgabe 50 w 

Gasdruck etwa 0,1 Torr 

Entfernungszeit 15 Minuten 

Die dabei erhaltene Chrommaske hatte die gleiche 
Qualitat wie die in Beispiel 1 erhaltene. 



Beispiel 3 

Das gleiche Verfahren wie in Beispiel 1 wurde 
ausgeftihrt, wobei Jedoch eine Siliciumschicht mit einer 
Starke von etwa 0,1 /um anstelle der Chromschicht einge- 
setzt wurde und die PlasmaaVtzung unter den folgenden Be 
dingungen ausgeftlhrt wurde. 

PlasmaStzbedingungen 

Gas V** 10 * 1 12 < CC1 2 F 2> 

Gasdruck etwa 0,1 Torr 

Frequenz 13,56 MHz 

Hochfrequenzabgabe etwa 40 W 

Xtzzeit 6 Minuten 

Die dabei erhaltene . Siliciummaske 16ste minimale 
Linienbreiten von etwa 12/um auf. 
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Beispiel 4 

Nach der Entwicklung gemMB dem Verfaliren von 
Belsplel 1 vurde das photographische Material mlt einer 
BleichlSsung der folgenden Zusammensetzung bei 2€PC 
vHhrend 1 Minute gebleicht. 

BlelchlSsung 

Kallumbichromat 10 g 

SalzsHure (36#ige wMssrige LBsung) 10 ml 

Vasser zu 11 

Nach der WSsche mlt Wasser wurde das Material 
elnheltllch wanrend 10 Sekunden an Licht aus einer 
Wolframlampe (8000 Lux) ausgesetzt und dann nit dem 
gleichen Entwickler, vie in Beispiel 1 , bei 24<C wanrend 
3 Mlnuten entwickelt. 

Anschliefiend vurde das entwickelte Material In 
der gleichen Weise wie in Beispiel 1 zur Bildung einer 
Ghrommaske behandelt. 

Die dabei erhaltene Chrommaske 16ste eine minimale 
Llnienbreite von 6^um auf. 

Beispiel 5 

Nach der bildwelsen Belichtung entsprechend dem 
Verfahren von Beispiel 1 wurde das photographische Ma- 
terial mit einer GerbentwicklerlSsung der folgenden Zu- 
sammensetzung bei 2CK wanrend 2 Minuten entwickelt. 
OerbentwlcklerlBsim f r 

Pyrogallol 8 g 

Natriumhydroxid 3 g 

Ammoniumchlorid 1,5 g 

Kaliumbromid 1 , 5 g 

ZltronensSure 0,2 g 

Wasser zu 1 ^ 
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Das entwickelte Material wurde mlt Wasser wShrend 
30 Sekunden gewaschen und mlt etwa 1 Mol/l Hypochlorit 
ledigllch wShrend 2 Minuten fixiert. Dann wurde der 
Nichtbildbereich der Emulsionsschlcht mlt warmen Wasser 
bel 6CC abgewaschen. Das photographische Material wurde 
dann wShrend 30 Sekunden in eine wSssrige Formaldehyd- 
ltSsung mlt elner Konzentration von etwa 3 % eingetaucht 
und dann getrocknet. 

Anschllefiend wurde das photographische Material in 
der gleichen Weise wie in Beispiel 1 behandelt, sodafl 
eine Chrommaske erhalten wurde. Die dabei erhaltene Maske 
ltJste Llnien mlt 15 bis 20/um Breite auf. 

Belsnlel 6 

Nach der Bleichung beim Verfahren von Beispiel 4 
wurde das photographische Material in der gleichen Weise 
wie in Beispiel 5 fixiert. Dann wurde der Nlchtblldbe- 
relch der Emulsionsschlcht mlt warmen Wasser bei etwa 
60S abgewaschen und dann wurde das Material getrocknet. 
AnschlieBend wurde das photographische Material in 
der gleichen Weise wie in Beispiel 1 zur Bildung elner 
Chrommaske behandelt. Die erhaltene Chrommaske 15ste 
Llnien mit 15 bis 20/um Breite auf. 
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Belsplel 7 

Das gleiche Verfahren wie In Beispiel 5 wurde 
wiederholt, wobei Jedoch die Trockenstfirke der Silber- 
halogenldemulslohsschicht zu einer Starke von etwa 
0,5/um gefindert wurde. Die erhaltene Chrommaske ISste 
Llnien mit 2 bis 3 /urn Breite auf. 

Beispiel 8 

Das gleiche Verfahren wie in Beispiel 6 wurde 
wiederholt, wobei Jedoch die TrockenstSrke der Silber- 
halogenideniulsionsschicht zu einer Starke von etwa 
0,5 /urn gefindert wurde. Die erhaltene Chrommaske ISste 
Llnien mit 2 bis 3 /urn Breite auf. 

Belsplel 9 

Das gleiche Verfahren wie in Beispiel A wurde 
durchgeftihrt, wobei jedoch die Trockenstarke der Silber- 
halogenidemulsionsschicht zu einer Starke von etwa 
0,4/um ge&ndert wurde. Die erhaltene Chrommaske 16ste 
Llnien mit 1 bis 2^um Breite auf. 

Beispiel 10 

Das gleiche Verfahren wie In Beispiel 1 wurde 
durchgeftihrt, wobei jedoch das gleiche photographische 
Material wie in Beispiel 1 verwendet wurde, mit der Aus- 
nahme, daB ein Aluminiumoxid-Keramiktrager anstelle des 
Glastrfigers verwendet wurde. Ein permanent stabiles 
und dauerhaftes Muster aus Chrom wurde erhalten. 

Die Erfindung wurde vorstehend anhand spezieller 
Ausftibrungsformen beschrieben, ohne daO die Erfindung 
hlerauf begrenzt 1st. 
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